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Przedmiotem wynalazku jest rzutnik do oglada-
nia schematéw technologicznych i innych obrazéw,
jak na przyklad ilustracji do odczytéw, czy obra-
z6w reklamowych na wystawach.

Znane urzadzenia do przeglgdania schematéw
technologicznych sg zbudowane w postaci dwoéch
réwnoleglych watkéw, na ktére nawija sie skle-
jone arkusze. Urzadzenia takie sg zwykle zaopa-
trzone w silnik elektryczny, ktéry umozliwia prze-
wijanie ta$my, oraz wylgcznik do zatrzymywania
tasmy w zgdanym momencie. Tego rodzaju urzg-
dzenia sg ciezkie i kosztowne, nie pozwalajg na
wygodne korzystanie z szerokich arkuszy schema-
tow technologicznych, a przede wszystkim powo-
dujg szybkie niszczenie arkuszy schematow.

Stwierdzono, ze powyzsze wady znanych urza-
dzen do oglagdania schematéw technologicznych
mozna wyeliminowaé przez zastosowanie rzutnika
wediug wynalazku.

Rzutnik wedlug wynalazku zaopatrzony jest w
przesuwny i obrotowy beben majacy w przekroju
ksztalt wielokgta foremnego, na obwodzie ktérego
umieszcza sie klisze lub odbitki pozytywowe. Be-
ben zaopatrzony jest w o§wietlenie wewnetrzne dla
obrazéw wykonanych na materiale o podlozu prze-
zroczystym, oraz o§wietlenie zewnetrzne dla obra-
z6w wykonanych na materiale o podlozu nieprze-
Zroczystym.

Obraz poprzez znane uklady optyczne rzutowa-
ny jest na ekran, na przyklad matowa szybe. Obra-
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canie i przesuwanie bebna umozliwia dogodne prze-
gladanie poszczegdlnych obrazéow. Beben jest wy-
mienny, wymiany dokonuje sie przez wysuniecie
bebna i zalozenie innego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku,.na ktrym fig. 1
przedstawia rzutnik w przekroju pionowym, fig.
2 rzutnik w przekroju wzdluz linii A—A na fig.
1, fig. 3 rzutnik w widoku z goéry, fig. 4 rzutnik
w widoku z przodu.

W obudowie 1 rzutnika umieszczony jest prze-
suwny beben 2 osadzony obrotowo jednym koncem
w ramieniu 3. Ramie 3 zamocowane jest przesuw-
nie na dwéch okraglych pretach 4 i 5, z ktérych
pierwszy jest nieruchomy, a drugi osadzony obro-
towo w lozyskach 6 i 7. Ramie 3 posiada na jed-
nym koncu mufe 9 osadzong suwliwie na precie
4, a na drugim koficu dahggo ramienia jest osa-
dzone obrotowo kolo zebate 10 w tozysku 11, kt6-
re posiada klin wielkoScia odpowiadajacy wyfre-
zowaniu wykonanemu w precie 5, na ktérym za-
klinowane jest kolo 8.

Na bebnie 2 osadzone jest kolo zebate 12 zaze-
biajace sie z kolem 10. Na obwodzie bebna 2
umieszcza sie zmniejszone schematy w formie po-
dluznych plytek 13, przy czym dlugo$é plytek jest
kilkakrotnie wieksza od ich szerokofci. Na kazdej
piytce znaduje sie jeden schemat technologiczny.
Do obracania bebna stuzy pokretto 14, polgczone z
kolem lancuchowym 15, ktérego obrét powoduje
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poprzez laficuch 16 i kolo 8 obracanie preta 5 i
kola zebatego 10, ktére z kolei powoduje urucho-
mienie kola zebatego 12 znajdujgcego si¢ na beb-
nie.

Wlasciwe polozenie bebna ustala sprezysta za-
padka, natomiast przesuniecia bebna dokonuje sie
pokrettem 17 osadzonym na osi 18, na ktérej zakli-
nowane jest lancuchowe koto 19. Na kole tym
opiety jest taficuch 20, ktérego jeden koniec po-
laczony jest z mufa 9 i dalej przez linke 21 opig-
ta na kole 25 polgczony jest z drugim koncem lan-
" cuclia 20.

rzez obrét pokrettem®' 17 powoduje sie prze-
mieszczanie laicucha 20 na kole 19, a wraz z nim
przemieszczanie mufy 9 na precie 4, ktéra polg-
czona jest z ramieniem 3 polgczonym z kolei z
bebnem 2. ) ‘

Rzutnik wyposazony jest w dwa systemy oSwie-
tleniowe, ktére mogg by¢ uzywane na zmiane; w
systemie pierwszym zarowka 23 umieszczona jest
nieruchomo wewnatrz begbna, w systemie drugim
zaréwki 24 i 25 umieszczone sg nieruchomo na
zewnatrz bebna. Pomiedzy zaréwkami drugiego
systemu o$wietleniowego znajduje sie obiektyw 26.

Wewnatrz bebna 2 pomiedzy zaréwka 23 i plyt-
ka 13 na osi optycznej obiektywu znajduje sie
kondensor 27. Zaréwka 23 umieszezona jest w obu-
dowie 28 i jest chtodzona powietrzem z zewnatrz,
przedostajacym sie przez otwory wykonane w obu-
dowie 1. Kierunek przeplywu powietrza chlodza-
cego oznaczony jest na rysunku strzalkami.

Przeplyw powietrza zostaje zwiekszony przez za-
stosowanie wentylatora 29 umieszczonego w tyl-
nej czeSci obudowy 28. W przedniej czeSci obu-
dowy 1 zainstalowane s wylaczniki 30, 31 i 32,
ktére stuzg do zapalania i gaszenia Swiatet z row-
noczesnym wilgczaniem i wytgczaniem wentylato-
ra, oraz pokretlo 33 do regulowania ostro$ci obra-
zu rzutowanego na ekran 24.

Dzialanie rzutnika jest nastepujgce: Do obudo-
wy 1 wkiada si¢ beben z uprzednio przygotowa-
nymi schemataml technologicznymi, nastepnie wig-
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cza sie zar6wke 23 lub zaréwki 24 1 25, zaleznie
od tego ezy schematy sfotografowane sg§ na ma-
teriale przezroczystym czy na materiale nieprze-
zroczystym. Obracajgc pokretlem 14 nastawia sig
odpowiedni schemat pod obiektyw, ktéry rzutuje
obraz na ekran. Pokretlem 17 przesuwa sie beben
2 z zalozong do oglagdania plytkg 13 w prawo lub
w lewo obserwujgc wycinek schematu na ekranie.

Przy ekranie 34 na walku 35 znajduje sie na-
winiety przezroczysty papier, na ktérym mozna
szkicowaé wybrane fragmenty wy$§wietlanego sche-
matu. Po wyjeciu ekranu 34 obraz moze byé rzu-
towany na inny wiekszy ekran.

Rzutnik wedlug wynalazku moze znalezZé takze
szerokie zastosowanie do wyS$wietlania innych
obrazéw jak ilustracje do odczytéw, reklamy na
wystawach itp.

Zastrzezenia patentowe

1. Rzutnik do oglgdania schematdéw technologicz-
nych i innych obrazéw zaopatrzony w obrotowy
beben, na obwodzie ktérego umieszcza sie obra-
zy rzutowane w powiekszeniu przez uklad op-
tyczny na ekran znajdujacy sie w przedniej
czeSci obudowy, w ktorej to obudowie zainsta-
lowane  sg wylgczniki o$wietlenia, znamienny
tym ze zamocowany obrotowo i przesuwnie wy-
mienny beben (2) zaopatrzony jest w Zrddlo
§wiatla (23) umieszczone wewnatrz bebna, stu-
zgce do oS$wietlania obrazéw wykonanych na
materiale o podlozu przezroczystym, oraz w
Zrédla $wiatla (24) i (25) umieszczone na zew-
natrz bebna, sluzgce do obwietlania obrazéw
wykonanych na materiale 60 podlozu nieprzez-
roczystym.

2. Rzutnik wedlug zastrz. 1, znamienny -tym, Ze

- wigezniki of§wietlenia sa sprzezone z wyljez-
nikiem wentylatora (29), ktéry zostaje urucho-
miony 2 chwila wlgczenia $Swiatla, w znany
Bposob.
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